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摘要摘要

本發明之新型X光 產 生裝置配合新發明之影像處理系統 ，
可於傳統之X光成像裝置上 ， 得到相對比之影像強化效
果。此X光 產 生系統只需使用微奈米製造之特殊 靶 材 ， 可
使用現有之高電壓電子束生成裝置得到高輝度之X光 ， 可
有效解決相對比X光影像亮度及取像時間緩慢之瓶頸 ， 使
相對比成像之優越軟租織成像能力 ， 可以進入醫療臨床
應用。

技術優勢技術優勢

X光相對比成像利用物質對X光折射率之不同 ， 可在吸
收成像外 ， 增 加額外之影像對比成像。對軟組織或是軟
物質 ， 有極佳之成像效果。
應用範圍應用範圍

所有X光醫療成像包括: 胸腔X光攝影、乳房攝影、斷層
掃描攝影、心血管造影等 工業用非破壞性檢測
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